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（１犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犕犻犮狉狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊，犡犻犱犻犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犡犻′犪狀７１００６４，犆犺犻狀犪）

（２犡犻′犪狀犜犲犮犺狀狅犾狅犵犻犮犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犡犻′犪狀７１００３２，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｉｏｎｂｅａｍｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇｉｎｄｕｃｅｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｍｅｔｈｏｄｗａｓｕｓｅｄｔｏａｓｓｉｓｔｔｈｅｓｉｌｖｅｒｆｉｌｍｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

ｏｎｍｏｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｓｉｌｉｃｏｎ（１００）ａｎｄｔｈｅｉｎｄｕｃｅｄｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｅｆｆｅｃｔｓｏｆｌｏｗｅｎｅｒｇｙＡｒ
＋
ｉｏｎｂｅａｍｓｗａｓ

ｄｉｓｃｕｓｓｅｄｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｏｎｅｎｅｒｇｉｅｓ，ｆｌｕｘｅｓａｎｄｓｕｂｓｔｒａｔｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｔｔｈｅｉｏｎｉｎｃｉｄｅｎｃｅａｎｇｌｅｏｆ３０°．

Ｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｉｎｄｉｃａｔｅｄｔｈａｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｈａｎｇｅｈａｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅｎａｎｏｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ｓｉｚｅａｎｄｒｏｕｇｈｎｅｓｓ．Ｗｈｅｎｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓｂｅｔｗｅｅｎ３２℃ａｎｄ１００℃，ｔｈｅｃｌｏｓｅｌｙｐａｃｋｅｄ

ｎａｎｏｐｙｒａｍｉｄ ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ ｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ ｗｉｔｈ ｇｒａｉｎｓｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｉｎｓｉｚｅ；ｗｈｅｎｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｒｏｓｅｂｅｔｗｅｅｎ３２℃ａｎｄ２００℃，ｔｈｅｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｔｒａｎｓｖｅｒｓｅｓｉｚｅ（λｃ）ｏｆｓａｍｐｌｅｓｉｎｃｒｅａｓｅｄ

ｒａｐｉｄｌｙ，ｂｕｔｔｈｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｄｅｃｒｅａｓｅｄａｔｆｉｒｓｔ（３２～１００℃），ａｎｄｔｈｅｎｉｎｃｒｅａｓｅｄｒａｐｉｄｌｙ（１００～２００℃）．

Ｗｈｅｎｉｏｎｆｌｕｘｄｅｎｓｉｔｙｗａｓｗｉｔｈｉｎ１５～４５μＡ／ｃｍ
２
ｗｉｔｈａｎｉｏｎｂｅａｍｅｎｅｒｇｙｏｆ１４００ｅＶ，ｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆ

ｉｏｎｂｅａｍｆｌｕｘｄｅｎｓｉｔｉｅｓａｔｔｈｅｓａｍｅｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｏｕｌｄａｃｈｉｅｖｅｔｈｅｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｇｒａｉｎｓｗｉｔｈ

ｕｎｃｈａｎｇｅｄｌａｔｅｒａｌｓｉｚｅｓａｎｄｍｏｒｅｃｏｍｐａｃｔａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ，ａｎｄｓｌｉｇｈｔｌｙｉｎｃｒｅａｓｅｄｒｏｕｇｈｎｅｓｓ；ｗｈｅｎｉｏｎｂｅａｍ

ｅｎｅｒｇｙｗａｓｗｉｔｈｉｎ１０００～１８００ｅＶｗｉｔｈａｎｉｏｎｂｅａｍｆｌｕｘｏｆ１５μＡ／ｃｍ
２，ｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｉｏｎｂｅａｍ

ｅｎｅｒｇｉｅｓｃｏｕｌｄｌｅａｄｓｉｌｖｅｒｎａｎｏｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｉｚｅｓｔｏｉｎｃｒｅａｓｅ，ａｎｄｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｏｆｓａｍｐｌｅｓｔｏ

ｉｎｃｒｅａｓｅｆｉｒｓｔａｎｄｔｈｅｎｄｅｃｒｅａｓｅｓｌｏｗｌｙ．Ｔｈｅｐａｔｔｅｒｎｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｓｅｌｆｏｒｇａｎｉｚｉｎｇｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ｒｅｓｕｌｔｓｆｒｏｍｔｈｅｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｏｆｓｐｕｒｔｉｎｇｒｏｕｇｈｅｎｉｎｇａｎｄｒｅｌａｘａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｍｉｃｒｏａｎｄｎａｎｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；Ｌｏｗ ｅｎｅｒｇｙｉｏｎｂｅａｍ ｅｒｏｓｉｏｎ；Ｓｅｌｆｏｒｇａｎｉｚｅｄ

ｎａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ；Ｉｏｎｂｅａｍａｓｓｉｓｔｅｄｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；Ａｇｐｙｒａｍｉｄｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：１６０．４２３６，２２０．０２２０；２２０．４２４１；２２０．４６１０；２４０．０３１０
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